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Wirth in Marktprodukte um-
setzt und diese an den Markt
bringt. Im Kontakt mit dem
Projekt stehen ferner die Initia-
tive Softnet des Bundesamtes
fiir Konjunktur sowie der Wirt-
schaftsverband Swico.

Die erste Phase des Projektes
kam mit einem Bericht zum Ab-
schluss, der bei der Geschiifts-
stelle des SAP, Ziirich, Tel. 01
286 31 11, gegen eine Schutz-
gebiihr angefordert werden
kann.

Halbleitermarkt
in Deutschland -
September 1997

Der Umsatz fiir Halbleiter in
Deutschland lag im September
deutlich iiber dem Vormonat
und mit +15% auch deutlich
tiber dem Vergleichsmonat des
Vorjahres, nach jeweils +12%
im August und 7% im Juli. Ku-
mulativ lag der Umsatz in den
ersten neun Monaten nunmehr
2% tiber dem gleichen Zeitraum
des Vorjahres und war damit
erstmals seit mehr als zwolf
Monaten wieder hoher. Das
Book/Bill-Ratio, ein Indikator
fiir den mittelfristigen Trend-
verlauf, lag im September mit
0,99 iiber dem Vormonat jedoch
weiterhin unter 1,00.

Mai 1,06
Juni 0,99
Juli 0,99
August 0,96 (korrigiert)

September 0,99 (vorldufig)

Hohes Wachstum im
Markt fiir Bildver-
arbeitungssysteme

Bildverarbeitungssysteme
werden zunehmend zu einem
wesentlichen Bestandteil einer
Vielzahl von Produktionspro-
zessen, in denen es auf effi-
ziente Systeme zur Qualitits-
sicherung ankommt. Eine neue
Studie der internationalen Un-
ternehmensberatung Frost &
Sullivan sieht den entscheiden-
den Wachstumskatalysator im
steigenden Druck auf die End-
anwender zur Verbesserung
ihrer operativen Effizienz, der

)

Qualitit der Produkte und der
Reduzierung von Ausschuss-
kosten.

Im Jahr 1996 wurden mit
Bildverarbeitungssystemen in
Europa 313,1 Mio. US-Dollar
umgesetzt, wobei hierbei die in
Europa hergestellten und auch
vertriebenen  Gerite erfasst
wurden. Zum Ende des Unter-
suchungszeitraums im Jahre
2003 soll diese Zahl auf
945,3 Mio. US-Dollar anwach-
sen. Eine Ursache fiir die stark
steigende Nachfrage nach Bild-
verarbeitungssystemen — wird
unter anderem im steigenden
gesetzlichen Druck auf den
Pharmamarkt gesehen. Die
Pharmahersteller werden ge-
zwungen, sich in stirkerem
Masse Fragen der Produktqua-
litit zuzuwenden, und werden
sich dabei vermehrt Bildver-
arbeitungssysteme zunutze ma-

chen. Auch der steigende Ein-
satz von Bildverarbeitungs-
systemen in den Bereichen
Elektrotechnik und Automobil-
bau tiber Verkdufe an Endver-
braucher und OEM wird das
zukiinftige Wachstum entschei-
dend beeinflussen.

Den grossten Anteil am eu-
ropdischen Gesamtmarkt fiir
Bildverarbeitung halten mit
25,6% (1996) die Systeme mit
1-D/2-D-Messtechnik (Metro-
logy Systems). Es folgen Len-
kungssysteme (Guidance Sy-
stems) mit 16,3% und Gewebe-
priifsysteme (Web Inspection
Systems) mit 14,2%. Systeme
der 3-D-Messtechnik halten
12,4% Marktanteil.

Weitere Auskiinfte: Frost &
Sullivan, Miinchener Strasse
30, D-60329 Frankfurt, Telefon
+49 69 23 50 57, Fax +49 69 23
45 66.

Technik und Wissenschaft
Technique et sciences

Die Synchrotron Lichtquelle Schweiz (SLS)

Vor etwa vier Jahren wurde
am Paul-Scherrer-Institut (PSI)
ein Vorschlag fiir eine 2,1-GeV-
Synchrotronlichtquelle ausge-
arbeitet, welche die starke
Nachfrage nach Synchrotron-
strahlung im ultravioletten und
schwachen Rontgenbereich als
nationale Quelle abdecken
sollte. Dieser Vorschlag wurde
dann intensiv und im Detail mit
den zukiinftigen Nutzern und
den wissenschaftspolitischen
Gremien der Schweiz disku-
tiert, wobei alle wichtigen Ein-
fliisse eines solchen Gross-
projektes auf die forschungs-
relevanten Entwicklungen der
Schweiz bis ins nichste Jahr-
hundert Berticksichtigung fan-
den. Am 18. Mirz 1997 hat der
Nationalrat und am 18. Juni der
Stinderat der Finanzierung der
SLS im beantragten Finanzrah-

men von 159 Mio. Franken zu-
gestimmt. Baubeginn soll im
Frithling 1998 sein. Im Jahre
2001 werden dann exzellente
Forschungsmoglichkeiten fiir
Proteinkristallographie, Pulver-
diffraktion fiir die Material-
forschung, Oberflichen- und
Grenzflichenforschung und Li-
thographie zur Verfiigung ste-
hen. Weitere Strahllinien, die
die anspruchsvollen Wiinsche
der Nutzer abdecken werden,
kommen in den danach folgen-
den Jahren hinzu. Dazu gehort
zum Beispiel die Untersuchung
der Materie in ihren elektroni-
schen und strukturellen Eigen-
schaften, die Strukturbestim-
mung pharmazeutisch relevan-
ter, grosster Proteinmolekiile
und die Erzeugung und Vermes-
sung kiinstlicher Nanostruktu-
ren, die alle in den klassischen

Disziplinen wie Biologie, Che-
mie und Physik eine zuneh-
mend wichtige Rolle spielen.
Zur zunehmenden Bedeutung
der Synchrotronstrahlung in der
Grundlagenforschung kommt
noch ihre wichtige Rolle als
Werkzeug in der High-Tech-
Produktion, speziell im Mikro-
und Nanometerbereich, und in
medizinischen Anwendungen
hinzu.

Als vor 50 Jahren die Syn-
chrotronstrahlung zum ersten-
mal beobachtet werden konnte,
wurde sie nur als ein uner-
wiinschter Energieverlust in
Hochenergiebeschleunigern ge-
sehen, der auf aufwendige Art
kompensiert werden musste. In
der Zwischenzeit jedoch hat
sich dieses neuartige «Licht»,
welches im Ultravioletten iiber
die weiche Rontgenstrahlung
bis zur harten Rontgenstrahlung
im Vergleich zu entsprechenden
konventionellen Laborquellen
eine Leuchtdichte von mehr als
12 Grossenordnungen zur Ver-
fligung stellt, in vielen For-
schungs- und Technologiefel-
dern als unabdingbares Hilfs-
mittel und Werkzeug etabliert.
Gegeniiber der Laserstrahlung,
welche im Energiebereich des
sichtbaren Lichtes, erweitert
um das Infrarote und das nahe
Ultraviolett, wesentlich intensi-
ver und energetisch feiner ab-
stimmbar ist, liegt die Stirke
der Synchrotronstrahlung im
hoheren Energiebereich bis zur
harten Rontgenstrahlung.

Das SLS-Beschleunigerteil
besteht aus drei Komponenten
(Bild). Die Elektronenpakete
werden in der Elektronenka-
none erzeugt und dann im Vor-
beschleuniger (Linearbeschleu-
niger Linac) auf 100 MeV be-
schleunigt. Die Endenergie von
2,1 GeV erreichen sie dann im
Hauptbeschleunigerring, —mit
der sie in den eigentlichen Spei-
cherring geleitet werden, der
einen Umfang von 288 m hat.
Neu ist hierbei, dass sowohl der
Hauptbeschleunigerring ~ wie
auch der Speicherring fast den
gleichen Radius haben und des-
halb im selben Abschirmtunnel
untergebracht werden konnen,

Die Magnetstruktur des SLS-
Speicherrings ist im Laufe des
Projekts mehrfach angepasst
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Beschleunigerteil und Synchrotronstrahlung

und verbessert worden. Im jetzt
endgiiltig festgelegten Design
hat der Ring eine dreifache
Symmetrie mit 12 geraden Sek-
tionen, welche eine sehr starke
Strahlbiindelung (Emittanz von
nur 3 nm rad) bewirkt. Obwohl
am Anfang alle Ablenkmagnete
normalleitend ausgelegt sein
werden, besteht die Moglich-
keit, zu einem spdteren Zeit-
punkt supraleitende Magnete
einzubauen, so dass die Energie
der Synchrotronstrahlung er-
hoht werden kann. Es gibt drei
11 m lange Sektionen, wovon
zwei fiir (elektromagnetische)
Undulatoren (strahlbeeinflus-
sende Strukturen) im Nieder-
energiebereich zur Verfiigung
stehen. Die drei mittellangen
Sektionen (7 m) und die sechs
kurzen Sektionen (4 m) sind fiir
den Einbau von Permanent-
magnet-Undulatoren vorgese-
hen. Ausserdem passen in die
kurzen Sektionen Wellenlin-
genschieber fiir die Erzeugung
noch hirterer Rontgenstrah-
lung.

Synchrotronstrahlung hat ei-
nige sehr spezielle und attrak-
tive Eigenschaften. Da die
Elektronen mit nahezu Lichtge-
schwindigkeit im Speicherring
zirkulieren, wird der Abstrahl-
kegel der Strahlung extrem
stark gebiindelt. Das Mass der
Dinge fiir Synchrotronstrahlung
ist damit die sogenannte
Leuchtdichte oder Brillanz, die
in der Anzahl der Lichtquanten
(Photonen) pro Sekunde pro
mm? (Leuchtfliche) pro mrad?
(Raumwinkel) und pro Energie-
Bandweite (BW) gemessen
wird. Die Brillanz ist also
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gleichzeitig ein Mass fiir die In-
tensitdt der Strahlung wie auch
fiir ihre Biindelung, was hohe
Bedeutung fiir die Lidnge der
Messzeiten, fiir die rdumliche
Auflésung in Mikroskopier-
techniken sowie fiir eine bes-
sere  Energieauflosung der
Strahlung hat. Im Gegensatz zu
bestehenden Synchrotronlicht-
quellen, bei denen meist nur
einer dieser Parameter optimiert
werden kann, wird die SLS mit
ihrer extrem hohen Brillanz er-
lauben, eine Kombination der
Parameter optimal abzustim-
men und so neue Techniken wie
Spektro-Mikroskopie oder ab-
bildendes Esca zur Verfiigung
zu haben. Als Nebeneffekt der
hohen Brillanzeigenschaften
wird die emittierte Syn-
chrotronstrahlung  kohirent
sein, das heisst laserartige
Eigenschaften aufweisen, was
Abbildungsmethoden wie Ho-
lographie ermoglicht. Bei der
SLS ist die Strahlung bis zu
Lichtenergien von 100 eV voll-
stindig kohdrent.

Eine zunehmend geforderte
Eigenschaft der Synchrotron-
strahlung ist ihre Polarisation,
das heisst, dass im Falle von
beispielsweise linearer Polari-
sation die emittierte Lichtwelle
nur in einer Ebene schwingt.
Bei der SLS wird es moglich
sein, die Polarisation von linear
auf links oder rechts zirkular im
Rhythmus von wenigen Hertz
zu wechseln und damit zum
Beispiel die magnetischen Ei-
genschaften von Speicherme-
dien zu untersuchen. Die wohl
wichtigste Eigenschaft der Syn-
chrotronstrahlung ist, dass diese

im Gegensatz zur Rontgen-
oder Laserstrahlung mit Hilfe
der Undulatoren kontinuierlich
durch den interessanten Ener-
giebereich durchgestimmt wer-
den kann. Mikromechanische
und mikrolithografische An-
wendungen von Synchrotron-
strahlung werden am besten an
einem Ablenkmagneten reali-
siert, weil hier ein Strahlungs-
facher im Kilovoltbereich zur
Verfiigung steht, also grossere
Flichenbelichtungen moglich
sind. Im Gegensatz dazu miis-
sen Kristallstrukturbestimmun-
gen (z.B. von makromolekula-
ren Proteinkristallen) an hochst
brillanten Undulatorstrahllinien
gemacht werden. Der Bedarf ist
hier weltweit so gross, dass die
ESRF in Grenoble, die von
ihrem Energiespektrum fiir sol-
che Messungen pridestiniert
ist, gar nicht alle Wiinsche be-
friedigen kann und die Schwei-
zer Nutzer froh sind, dass auch
an der SLS eine solche Strahl-
linie mit hochster Qualitit und
kontinuierlichem Zugang ein-
gerichtet werden wird.

In der Schweiz gibt es Nut-
zer von Synchrotronstrahlung
aus der Biologie, Medizin, Phy-
sik, Materialwissenschaft und
Kristallographie. Zurzeit miis-
sen sie notgedrungen ihre Expe-
rimente an den weltweit verteil-
ten Synchrotronzentren durch-
fiihren. Seit Sommer 1996 wur-
den die potentiellen Nutzer um
ihre Pline und Wiinsche fiir die
SLS angefragt. Bis heute sind
tiber 40 solche Erkldrungen und
einige detaillierte Vorschlige
eingegangen. Sie kommen von
allen akademischen Institutio-
nen der Schweiz, wobei anzahl-
missig die ETH Ziirich und das
PSI je weit herausragen. Beson-
ders erwihnenswert sind dabei
sieben Arbeitskreise, zu denen
sich mehrere Institutionen zu-
sammengefunden haben. Aber
auch sehr interessante Einzel-
vorschlige werden beriicksich-
tigt werden.

Heute sind drei Strahllinien
geplant, die speziell auf die
charakteristischen Eigenschaf-
ten der SLS abstellen: eine
fiir Proteinkristallographie, eine
fiir Materialforschung mittels
Rontgendiffraktion und eine fiir
Oberflichen- und  Grenz-

flachenforschung (Bild). Diese
drei Strahllinien aus den gera-
den Strecken sollen inklusive
ihrer Experimentierstationen
fest installiert bleiben. Die Nut-
zer wechseln hauptsichlich nur
die Proben und kleinere Peri-
pherietechniken. Eine Liga-
Strahllinie an einem Ablenk-
magneten zur Herstellung von
kleinsten Komponenten wie
Zahnrider, Lichtmultiplexer
und Stecker in Mikrometer-
dimensionen wird ebenfalls
fest installiert. Die fiinfte, so-
genannte Universal-Strahllinie
erlaubt den Wechsel der Experi-
mentierstation im Dreiwochen-
rhythmus und den Test ver-
schiedener Komponenten der
Strahllinie; zudem dient sie der
Ausbildung.

Neben dem akademischen
Nutzerkreis, welcher nach in-
ternationalen Gepflogenheiten
keine Kosten fiir die Nutzung
tibernehmen muss, gibt es die
Gruppe der industriellen Nut-
zer, die mit analytischen oder
prozessorientierten Anforde-
rungen zur Herstellung, Kon-
trolle oder Analyse ihrer Pro-
dukte oder Produktionsver-
fahren an die SLS kommen
werden. Normalerweise legen
diese Nutzer grossten Wert auf
Vertraulichkeit und haben dar-
um kein Interesse, ihre Vor-
haben (wie die akademischen
Nutzer) durch eine Jury begut-
achten zu lassen. Fiir dieses Pri-
vileg miissen sie die Kosten fiir
den Bezug von Synchrotron-
strahlung und die Verwendung
der apparativen Ausstattung an
der SLS iibernehmen. Zu die-
sem Zweck wurde im Februar
1997 die SLS-Techno Trans AG
gegriindet, die die Synchrotron-
strahlung inklusive bestimmter
Services von der SLS kaufen
und an die industriellen Nutzer
weitervermitteln wird.

Quelle: PSI-Spectrum 3/97,
Beitrag von Bruno Reihl

Kupfergefertigte

Asics

Mit dem SA-27 hat IBM
Microelectronics erstmals einen
in Kupfermetallisierung gefer-
tigten Chip présentiert. Es han-
delt es sich um eine anwen-
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dungsspezifische
Schaltung (Asic). Der SA-27
wird mit der neuen CMOS 7S-
Technologie gefertigt. Der Pro-
zess nutzt fiir die Verbindung
der Transistoren anstelle von
Aluminium das fiir seine bes-

integrierte

sere Leitfihigkeit bekannte
Kupfer. Die effektive Kanal-
linge von 0,12 Mikron ist die
bisher kiirzeste in der Halblei-
terindustrie. Dazu kommen laut
Herstellerangaben  deutliche
Verbesserungen bei Gatterzahl,
Zelldichte und E/A-Verbindun-
gen. Der SA-27 ist vorgesehen
fiir Hochleistungsanwendungen
in der Datenverarbeitung und
drahtgebundenen Kommunika-
tion. Eine Weiterentwicklung
mit der Typenbezeichnung SA-
12E nutzt die Leistungs- und
Kostenvorteile derzeitiger 0,18-
Mikron-Fertigungsprozesse fiir
eine geringere Verlustleistung

bei 1,8-, 2,5- oder 3,3-V-Imple-

mentationen.  Einsatzgebiete
sind vor allem Low-Power-Pro-
dukte im Consumer-Bereich
sowie drahtlose Kommunika-
tionssysteme.

Beteiligung der
Schweiz an den
EU-Forschungspro-
grammen evaluiert

Eine unabhingige Studie
«Evaluation der schweizeri-
schen Beteiligung an den FTE-
Rahmenprogrammen der Eu-
ropdischen Union», die vom
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Der neue, in
Kupfermetallisie-
rungs-Techno-
logie gefertigte
Asic

Fraunhofer-Institut IST (Karls-
ruhe) und von Interface (Lu-
zern) im Auftrag des Bundes-
amts fiir Bildung und Wissen-
schaft (BBW) durchgefiihrt
wurde, hat den Nutzen und die
Wirkung fiir die Schweiz des 3.
Rahmenprogramms  fiir For-
schung und technologische Ent-
wicklung (RP-FTE) der Eu-
ropdischen Union (EU) unter-
sucht. Sie stellt fest, dass die
beteiligten Forscherinnen und
Forscher aus der Schweiz mit
den Ergebnissen zufrieden sind;
die Teilnahme erlaubte ihnen,
die technologischen Grund-
lagen zu vergrossern, die euro-
pdische Zusammenarbeit im
Forschungs- und Technologie-
bereich zu intensivieren und
auszubauen sowie innovativer
zu werden. Die Studie kommt
auch zum Schluss, dass die
Schweizer Unternehmen dauer-
hafte Vorteile aus der Beteili-
gung ziehen konnen. Speziell
den KMU hilft sie, auf be-
stimmten technischen Gebieten
die Zusammenarbeit zu ent-
wickeln, neue Mirkte oder
Titigkeitsfelder zu erforschen
und neue Formen der Zusam-
menarbeit zu finden. Fiir gros-
sere Unternehmen bilden die
Beitrige des BBW fiir F&E-
Projekte eine zusitzliche Finan-
zierungsquelle und stellen eine
bedeutsame Erginzung zu den
schweizerischen ~ F&E-Pro-
grammen dar.

Das 3. Rahmenprogramm
(1990-1994) war auf europii-
scher Ebene mit einem Budget
von 6,6 Mrd. Ecu dotiert. Das

BBW hat fiir die 523 Schweizer
Beteiligungen an diesem Pro-
gramm einen Beitrag von 135
Mio. Franken zur Verfligung
gestellt. Das nun laufende
4. RP-FTE (1994-1998) zihlt
613 Schweizer Beteiligungen
fiir einen Gesamtbetrag von
201 Mio.

Auskiinfte: Claude Vaucher,
Internationale ~ Forschungs-
programme, BBW, Telefon 031
322 74 79, Email claude.vau-
cher@bbw.admin.ch, und Mar-
tin Fischer, Informationsbeauf-
tragter, BBW, Telefon 031 322
96 90, Email martin.fischer@
bbw.admin.ch, sowie http://
www.admin.ch/bbw.

Terminologie et
modeéles relatifs a la
fabrication par lots

Une nouvelle norme définit
des modeles de référence s’ap-
pliquant au controle-commande
de processus de fabrication par
lots tel qu’il est utilisé dans les
industries de processus, ainsi
qu’une terminologie permettant
d’expliquer les relations entre
ces modeles et ces termes. Les
modeles et la terminologie ainsi
définis soulignent les pratiques
adéquates s appliquant a la con-
ception et a I’exploitation des
installations de fabrication par
lots, ils peuvent étre utilisés
pour améliorer le contrdle-com-
mande des installations de fa-
brication par lots, et peuvent
étre appliqués quel que soit le
degré d’automatisation. Ela-
borée par le Sous-Comité 65A
(Aspects systemes) du Comité
d’Etudes 65 (Mesure et com-
mande dans les processus in-
dustriels) de la CEI, la nouvelle
publication a pour titre: CEI
61512-1 (Premiere édition):
Controle-commande des pro-
cessus de fabrication par lots —
Partie 1. Modeles et termino-
logie.

La nouvelle norme fournit
une terminologie normative
ainsi qu'un ensemble cohérent
de concepts et de modeles rela-
tifs aux installations de fabrica-
tion par lots et au controle-com-
mande de processus de fabrica-
tion par lots, qui permettront
d’améliorer la communication

entre les parties concernées et
qui réduiront le temps passé par
Iutilisateur pour atteindre des
niveaux de production opti-
maux dans le cas de nouveaux
produits, permettront aux distri-
buteurs de fournir des outils ap-
propriés pour la mise en ceuvre
du controle-commande de pro-
cessus de fabrication par lots,
permettront aux utilisateurs de
mieux identifier leurs besoins,
simplifieront la mise au point
des recettes de telle manicre
qu’elles puissent étre effectuées
sans les services d’un ingénieur
spécialiste des systemes de con-
trole-commande, réduiront le
colit d’automatisation des pro-
cessus de fabrication par lots et
réduiront les efforts d’ingénie-
rie relatifs au cycle de vie. Ce-
pendant, le but de la CEI
61512-1 n’est pas de suggérer
qu’il existe une seule facon de
mettre en ceuvre ou d’appliquer
le contréle-commande d’un
processus de fabrication par
lots, de forcer les utilisateurs a
renoncer a leur méthode habi-
tuelle de traitement des proces-
sus de fabrication par lots, ni de
limiter le développement dans
le domaine du contrdle-com-
mande de processus de fabrica-
tion par lots.

Domanenstruktur
von Polyurethan-
Elastomeren wird
sichtbar

Mit Hilfe der Rasterkraft-
mikroskopie gelingt es, die fiir
thermoplastische Polyurethan-
Elastomere (TPU) charakteri-
stische Domiinenstruktur aus
Hart- und Weichsegmenten di-
rekt abzubilden. Bisher zur Ver-
fiigung stehende Methoden —
etwa die Rontgen-Kleinwinkel-
streuung — erlaubten nur, eine
tiber die gesamte Probe gemit-
telte Verteilung zu erhalten.
Einzelne ausgewihlte Bereiche,
etwa besonders beanspruchte
und damit kritische Stellen von
Formteilen, liessen sich damit
nicht wiedergeben.

Bei der Aufnahme eines Bil-
des mit dem Rasterkraftmikro-
skop tastet eine pyramidenfor-
mige Spitze aus Silizium oder
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Das thermoplastische Polyurethan-Elastomer Desmopan unter dem

Rasterkraftmikroskop. Foto: Bayer AG

Siliziumnitrid,
Nadel eines Schallplattenspie-
lers, systematisch die Ober-
flaiche der Materialprobe ab.
Nihern sich die Atome der Son-
denspitze den Atomen der Pro-
benoberfliche auf Bruchteile
eines Millionstel Millimeters,
stossen sich die Elektronenwol-
ken ab. Dadurch verbiegt sich
der etwa einen Zehntelmillime-
ter lange Tréger der Messspitze.
Diese Verbiegungen, die das
Relief der Oberfliche wieder-
geben, werden mit einer Foto-
zelle registriert und von einem
Computer in ein Bild umge-
rechnet.

Untersucht wurde das ther-
moplastische Polyurethan-Ela-
stomer Desmopan (Bayer). Es
besteht aus zwei Bausteinen,
die die Domiénenstruktur aus-

dhnlich der

bilden. Die Hartsegmente wer-
den von kurzkettigen Diolen
und Diisocyanaten aufgebaut.
Sie zeigen sich unter dem Ra-
sterkraftmikroskop als helle Re-
gionen oder Dominen. Die
Weichsegmente, die dem TPU
die Elastizitit verleihen, wer-
den von lingeren Polyester-
oder Polyetherketten ausgebil-
det. Sie zeigen sich unter dem
Mikroskop als dunkle Domii-
nen. Die Methode liefert also
ein direktes Abbild der mecha-
nischen Eigenschaften der Des-
mopan-Oberfliche. Dies ist ein
weiteres Beispiel, das zeigt, wie
sich das Rasterkraftmikroskop
zu einem der leistungsfihigsten
Instrumente fiir die Unter-
suchung der neuen High-
Tech-Materialklasse der Nano-
teilchen entwickelt.

Das NFP «Nanowissenschaften»

Das Nationale Forschungs-
programm NFP 36 «Nanowis-
senschaften» befasst sich mit
Réumen in der Grossenordnung
von Millionstel Millimetern.
Vor 16 Jahren erfanden der
Schweizer Physiker Heinrich
Rohrer und sein deutscher
Kollege Gerd Binnig das Ra-
stertunnelmikroskop.  Dieses
Geriit brachte der Nanowissen-
schaft sensationelle neue Mog-
lichkeiten und den beiden Phy-
sikern fiinf Jahre spéter den No-
belpreis. Anfinglich konnte
man mit Rastertunnelmikrosko-
pen die Nanowelten nur beob-
achten. Heute dienen sie bereits
dazu, Einzelatome und Einzel-
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molekiile abzubilden, herumzu-
schieben und an andere an-
zuhingen. Dies verspricht un-
geahnte technologische Neue-
rungen, die vor allem in der
Weltraum-, Speicher- und Me-
dizinaltechnik sowie in der
Nanoelektronik, -optik und
-sensorik Verwendung finden
diirften.

Um sicherzustellen, dass die
Schweizer Forschung in den
Nanowissenschaften weiterhin
die Nase vorne hat, hat der Bun-
desrat neben anderen Forde-
rungsprogrammen im  Jahre
1992 das Nationale For-
schungsprogramm  NFP 36
«Nanowissenschaften», ins

Leben gerufen. Im mit 15 Mio.
Franken dotierten Programm,
dessen Forschungsarbeiten An-
fang 1996 begonnen haben,
wird «orientierte Grundlagen-
forschung» gemacht, wie sich
der Programmleiter Hans E.
Hintermann ausdriickt.

«Wir betreiben nicht Grund-
lagenforschung um ihrer selbst
willen, sondern ausgerichtet auf
ein grosses Umsetzungspoten-
tial.» Die Umsetzung zu Indu-
strieprodukten und Fertigungs-
verfahren sei zwar nicht das er-
klirte Ziel des NFP 36, sei aber
erwiinscht. «Wir wollen das In-
teresse anwendungsorientierter
Kreise wecken und mit ihnen
im Rahmen neuer und anderer
Forderungsprogramme  gezielt
neue Entwicklungsprojekte auf-
nehmen.»

Neue Verbrennungs-
technologie getestet

Neue Verbrennungstechni-
ken, wie sie zurzeit in indu-
striellen Pilotanlagen getestet

werden, wandeln Kehricht in
vulkanartiges Gestein um. Eine
Forschungsgruppe der Uni-
versitit Bern untersucht im
Rahmen des Schwerpunkt-
programms «Umwelt» des
Schweizerischen ~ National-
fonds, welchen Anforderungen
das so gewonnene Vulkange-
stein geniigen muss, damit es
als Rohstoff zur Herstellung
von Zement oder anderen Bau-
materialien eingesetzt werden
kann. Erste Resultate sind er-
mutigend: Lauft die Verbren-
nung bei 1400 Grad Celsius
unter idealen Bedingungen ab,
betten sich die kleinen Rest-
mengen an belastenden Stoffen
derart ins Vulkangestein ein,
dass sie auch langfristig nicht
ausgewaschen werden. Durch
den Einsatz der neuen Verbren-
nungstechnologie konnte das
Abfallproblem in der Schweiz
wesentlich entschirft werden.
Aus jihrlich 2,6 Millionen Ton-
nen Siedlungsabfall liesse sich
eine halbe Million Tonnen an
wiederverwertbaren Rohstoffen
gewinnen.

Aus- und Weiterbildung
Etudes et perfectionnement

Erfolgreiche Stellensuche nach ETH-Studium

Seit 1994 befragt die ETH
Ziirich (ETHZ) alle Absolven-
tinnen und Absolventen nach
ihrem Abschluss iiber ihre
weiteren beruflichen Vorstel-
lungen und Moglichkeiten.
1996 schiitzten nur gut 17% der
Antwortenden den Stellenmarkt
als gut ein, 35% als mittel und
43% als schlecht. Bei den
neuen ETH-Doktoren beurteil-
ten sogar nur 12% den Arbeits-
markt als gut.

Der schlechten Einschitzung
des Arbeitsmarkts gegeniiber
steht die Tatsache, dass von den
861 Antwortenden ein bis zwei

Monate nach Diplomabschluss
708 (82%) eine Stelle (inkl.
Doktorandenanstellungen) ge-
funden oder eine solche in Aus-
sicht haben. Erfolglos um eine
Stelle beworben haben sich
knapp 10%. Nur wenige (8%)
bemiihten sich noch nicht um
eine Anstellung. Schwierigkei-
ten bei der Stellensuche bekun-
den vor allem Absolventinnen
und Absolventen der Abteilun-
gen Architektur, Forstwissen-
schaften und Werkstoffe sowie
die Umweltingenieurinnen und
-ingenieure der Abteilung fiir
Kulturtechnik und Vermessung.
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